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Daugelyje lazerinio mikroapdirbimo taikymų nau-
dojami pluoštai, pasižymintys ilga ašinio intensyvumo zo-
na, bei mažais skersinio intensyvumo matmenimis. To-
kios intensyvumo formos pluoštai dar vadinami optinė-
mis adatomis. Naudojant optinių adatų pluoštus galima
suformuoti struktūras, kurių matmenys yra artimi (arba
mžesni) negu krentančio pluošto bangos ilgis [1].

Yra žinoma, jog mikroapdirbimo metu suformuoja-
mų struktūrų kokybė (pjūvių, gręžimo kraštų lygumas ir
kita) priklauso nuo poliarizacijos [2], todėl svarbu kontro-
liuoti optinės adatos poliarizaciją. Kitas atvejis, kai svar-
bu kontroliuoti pluošto poliarizaciją, yra elektrinį krūvį
turinčių dalelių lazerinis greitinimas [3].

Dažnai kaip optinė adata yra naudojamas Beselio
pluoštas, jis įprastai aprašomas skaliarine teorija. Šiame
darbe taikome vektorinį Beselio pluošto aprašymą, kuris
galioja ir tada, kai pluoštas yra fokusuojamas didelės skai-
tinės apertūros lęšiais. Vektoriniai Beselio pluoštai yra
apskaičiuojami iš skaliarinių taikant formalizmą aprašytą
[4]

M = ∇ × (aΦ), N =
1

k
∇ × M (1)

čia a - pastovus vektorius Dekarto koordinačių sistemo-
je, k - bangos skaičius, Φ - skaliarinis m-tos eilės Be-
selio pluoštas, kur m reiškia topologinį krūvį, M - stat-
mena vektoriui a skersinė elektrinė moda, N - skersinė
magnetinė moda. Elektromagnetiniai laukai E = M ir
E = N tenkina vektorinę Helmholco lygtį bei yra tarpu-
savyje statmeni vektoriniai laukai. Elektrinių laukų funk-
cijas M bei N naudojame kaip bazines funkcijas optinių
adatų sudarymui.

Šiame darbe nagrinėjame, kaip parenkant topologinį
krūvį m, bei vektorines kraštines sąlygas nustatantį vekto-
rių a, galima valdyti elektrinio lauko poliarizaciją pluošto
sklidimo ašies aplinkoje.

1 pav. Išilginis optinės adatos elektrinio lauko modulio
|E | pasiskirstymas.

2 pav. Skersinis optinės adatos elektrinio lauko modulio
|E | (bei el. lauko komponenčių modulių: |Ex |, |Ey |, |Ez |)

pasiskirstymas.

Šiame darbe parodome, jog galima valdyti elektri-
nio lauko E ašinio intensyvumo pasiskirstymą šioms po-
liarizacijoms: dvi skersinės ir viena išilginė. Taip pat
mes pademonstruojame būdą, sumažinti vektorinio Bese-
lio pluošto skersinius matmenis.

Aptariamas eksperimentinis įgyvendinimas naudo-
jant erdvinius šviesos moduliatorius bei alternatyvius me-
todus.
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